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論文要約

高精度露光技術による
リソグラフィプロセス最適化と３Ｄ形状創成

メカノマイクロ工学専攻
村上 成郎

申請学位： 博士 （工学）
指導教員（主）： 初澤 毅
指導教員（副）： 栁田 保子
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課題 １
解像性能の安定化

量産型露光機の課題

課題 ２
先端解像力とコストパフォーマンスの両立

課題 ３
低コスト多世代対応

課題 ４
高段差3Dデバイスの量産対応
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365～436nm



解像性能

限界解像の追求 露光深度の追求

性能安定化の追求 低コストの追求

研究の目的と位置付け

課題 ２
先端解像力と
コスト・パフォーマンスの両立

課題 ４
高段差3Dデバイスの

量産対応

課題 １
解像性能の安定化

課題 ３
低コスト多世代対応 3



性能安定化の追求 目的：アライナ露光における線幅誤差の低減

FDTD解析と多重平滑化照明系の組合せによる予測露光
⇒ 目的解像性能（線幅誤差 ±10 % 以下） 達成

目的：ステッパのコスト・パフォーマンスの向上

半導体量産分野と少量多品種分野で新コンセプト露光機開発
⇒ 各分野でコストパフォーマンスの向上を実現

目的：高段差3Dデバイスの露光試作

NA可変光学系とドットマスクの組み合わせによる露光
⇒ 100µm段差のマイクロレンズアレー（MLA ）試作

高性能MLA 形成にコンピュータリソグラフィ導入
⇒ 低収差のMLA 創成
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目的： 3Dパターン製作の効率化

限界解像の追求
／低コストの追求

露光深度の追求

露光深度の追求

結論


